Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne reaktora plazmowego do trawienia fotorezystu; 

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2010
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4. 
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie
	Fabrycznie nowe, nieużywane
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Stanowisko do usuwania warstw polimerowych po procesach implantacji, trawienia plazmowego i mokrego, wyposażone w dwa w pełni niezależne reaktory mikrofalowe; pierwsza komora przeznaczona do trawienia warstw fotorezystu, druga komora przeznaczona do trawienia warstw fotorezystu i SU-8
	potwierdzić

	7.
	Rodzaje procesów
	Procesy trawienia: usuwanie warstw fotorezystu oraz SU-8 
	potwierdzić

	8
	Generacja plazmy
	Niezależna dla pierwszej i drugiej komory
	potwierdzić

	
	
	Źródło mikrofalowe (2.45 GHz) o mocy ( 600 W
	potwierdzić i podać

	9.
	Komory procesowe
	Mieszczące ≥25 podłoży 4” lub 6” (pozycja pionowa) w każdej komorze 
	potwierdzić i podać

	10.


	System próżniowy komór procesowych
	Niezależne układy pompowe dla komory pierwszej i drugiej, oparte na pompie bezolejowej (( 60 m3/h)
	potwierdzić i podać

	
	
	Automatyczna kontrola próżni w komorze
	potwierdzić

	11.
	Załadunek oraz transport podłoży krzemowych
	Ręczny
	potwierdzić

	
	
	Załadunek podłoży w pozycji pionowej oraz w pozycji poziomej (odpowiednie kasety – niezależne dla komory pierwszej i drugiej)
	potwierdzić

	
	
	Uchwyty do przenoszenia kaset z płytkami (dla każdej komory)
	potwierdzić

	12.
	Stoliki pod reaktory

(jeśli oferowane urządzenia są nablatowe)
	Odpowiednie stoliki (kompatybilne z wymaganiami pomieszczenia typu cleanroom)
	potwierdzić i opisać

	13.
	Linie gazowe 

komora I (trawienie fotorezystu):

komora II (trawienie fotorezystu i SU-8):
	Wyposażone w masowe regulatory przepływu; 

jedna linia: O2

dwie linie: O2, CF4
	potwierdzić

	14.
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego


	Wykonanie procesów trawienia warstw fotorezystu oraz SU-8.

Ocenie podlegać będzie szybkość oraz skuteczność trawienia.

Kompletne usunięcie fotorezystu (~ 1.8 um) z powierzchni podłoży po procesach implantacji lub trawienia plazmowego (wsad 25 podłoży 4’’) powinno trwać nie więcej niż 45 minut; szybkość usuwania SU-8 powinna być (0.5 (m/min;

podłoża do procesów dostarcza zamawiający
	potwierdzić

	15.
	Termin wykonania przedmiotu zamówienia
	Do 15.12.2010 r., nie wcześniej niż 15.10.2010 r.
	podać

	16.
	Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia
	dla trzech osób, podczas uruchomienia urządzenia
	potwierdzić

	17.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna
	w języku polskim lub angielskim; 

· instrukcja obsługi: w formacie pdf  oraz jeden egzemplarz na papierze bezpyłowym

· dokumentacja techniczna: w formacie pdf  oraz jeden egzemplarz wydrukowany na papierze 


	potwierdzić

	18.
	Części zużywalne w okresie gwarancji
	zapewnione, dostarczone wraz z urządzeniem
	potwierdzić i podać listę części zużywalnych

	19.
	Części zamienne
	Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić

	20.
	Reakcja serwisu 
	w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych od zgłoszenia awarii 
	potwierdzić

	21.
	Zapewnienie wsparcia technicznego oraz technologicznego
	zapewnione w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić

	22.
	Okres gwarancji 
	minimum 12 miesięcy - liczony od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić i podać

	23.
	Serwis pogwarancyjny
	zapewnione w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić

	24.
	Wymagania instalacyjne
	załączyć warunki instalacji

urządzenia elektryczne, gazowe i

inne.
	podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
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